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Introducao

A eletrodeposicédo de Cu é importante na aplicacéo
como camada final em segmentos de eletrénica, ou como
pré-camada para tratamentos com finalidade decorativa. O
objetivo deste trabalho é investigar a eletrodeposicdo
voltamétrica de Cu sobre aco 1010, a partir de banhos
acidos (pH 4,99), contendo diferentes concentracdes de
CuS0, e NTA: 0,050Cu*"/0,10NTA%; 0,075Cu’*/0,15NTA>;
0,10Cu’*/0,20NTAY; 0,125Cu**/0,25NTA®;
0,15Cu’*/0,30NTA*> e 0,20Cu”'/0,40NTA*. As medidas
voltamétricas foram realizadas com um
potenciostato/galvanostato GAMRY 4-PCI 750, em cela
eletroquimica do tipo Methron, utilizando aco 1010, uma
placa de Pt e o calomelano (Hg/Hg,Cl,/1,0 molL™ KCI)
como eletrodos de trabalho, suporte e referéncia,
respectivamente.

Resultados e Discusséao

Os valores das constantes de formacgdo dos ions
Cu®* com NTA [1], indicam que estes os ions formam
complexos 1:1 e 1:2 com o NTA, e o grau de complexacdo
€ dependente da acidez do meio. O diagrama de
distribuicdo das espécies (DDE) de Cu®* com NTA
formulado, mostra que as espécies complexas
predominantes em pH 4,99 séo [Cu(NTA)2]4' (56,92 %) e
[CUNTA]® (43,07 %). Os_ complexos [Cu(H,O)s*",
[CUOHNTA]® e [Cu(OH),J* perfazem 0,01%. As
concentracdes dos complexos acima citados variam de
acordo com a composi¢do do banho de eletrodeposicéo.
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Figura 1. Curvas voltamétricas do eletrodo de ago 1010

obtidas a partir de banhos de CuSO, e NTA em diferentes

concentracdes: (-----) 0,050Cu®*/0,10NTA*; (------ )
0,075Cu**/0,15NTA”; .......)  0,10Cu**/0,20NTA%;
(=) 0,125Cu*"/0,25NTA%, [

0,15Cu”*/0,30NTA” e ( ) 0,20Cu**/0,40NTA%. p
4,99 e v = 10,0 mV s™. Inserto, curvas voltamétricas dos
eletrodos de cobre e aco 1010 em meio acido.

Os perfis voltamétricos, Fig. 1, mostrou que quatro
processos catédicos (cy, C», C3 € ¢4) foram observados para
0os banhos com maiores concentracBes dos complexos
[CUNTA] e [Cu(NTA),]* e para os banhos contendo as
menores concentragfes desses complexos apenas trés

processos catodicos (ci, C, e c3) foram observados. O
inserto na Fig. 1 mostra que reducgédo de 6xidos de Cu e Fe
ocorreu, respectivamente, sobre os eletrodos de Cu e aco
1010, ambos seguidos pela reacdo de desprendimento de
hidrogénio (RDH).

Utilizando as concentragdes das espécies
complexas e a equacéo de Nernst foram determinados os
potencias condicionais para as espécies predominantes
nos banhos, E[CuNTA]-/Cua -0,33V e E[CU(NTA)2]4-/CU- -0,49V. A
regido do pico c; pode ser relacionada a reducdo dos
complexos [CuNTA]Z' e [Cu(NTA)2]4', majoritarios nos
banhos de eletrodeposicdo. O pico c, corresg)onde a
reducédo de Cu a partir do complexo [CUOHNTA]", ja que
sua concentracdo no banho aumentou devido a RDH em
paralelo ao processo de eletrodeposicdo. Trabalhos de
nosso grupo de pesquisa e também alguns outros
encontrados, mostram que a formagdo dos Oxidos pode
ocorrer durante a eletrodeposicdo de Cu. Sendo assim, 0s
picos cz e ¢4 correspondem, respectivamente, a formacao
de 6xido de Cu e redugdo do mesmo (ver inserto na Fig.
1).

A Tabela 1 mostra que as diferentes composicdes
dos banhos de eletrodeposicdo afetaram o potencial inicial
de eletrodeposicdo (Ejy) e que o potencial do pico (E.) e a
densidade de corrente de reducéo (j.;) foram afetados pela
concentracdo dos complexos [CuNTA]Z' e [Cu(NTA)2]4'.
Observou-se também que os eletrodepositos foram
aderentes e acobreados, independente da composi¢do do
banho.

Tabela 1. Ejy, Ec; e jci, observados no voltamograma,Fig.1.

Banho E/V  |Ea/V [je/mAcm™
0,050Cu”’/0,10NTA* [-0,60 [-0,71 [-3,14
0,075Cu®’/0,15NTA> [-055 [-0,67 [-2,91
0,10Cu”’/0,20NTA™ -0,51 [-0,60 |[-3,54
0,125Cu®’/0,25NTA> [-052 [-0,65 [-3,89
0,15Cu”’/0,30NTA™ -0,52 |-0,63 [-3,92
0,20Cu”’/0,40NTA* -0,48 [-0,61 [-5,23

Conclusdes

Dos perfis voltamétricos pode-se concluir que: as
diferentes composicdes dos banhos de eletrodeposicdo
afetaram os potencias e as densidades de corrente de
eletrodeposicdo de Cu-NTA; que o0 aumento da
concentracdo do complexo [CuOHNTA]Z' ocorreu devido a
alcalinizacdo da interface metal/solugdo; que houve
formagédo de O6xidos de Cu e redugdo do mesmo durante o
processo de eletrodeposicdo de Cu. Do aspecto dos
eletrodepdsitos pode-se concluir que a coloragao
(acobreada) e sua aderéncia ao substrato ndo foram
afetadas pela presenca de 6xidos do mesmo.
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